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Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

生体分子の操作を目的として、フォトリソグラフィ関連装置を利用し、微細形状を
有したナノマイクロ構造体を作製する。

実験
Experimental

クロムマスク基板に電子線描画装置(Elionix ELS-7500EX:GA-001)でナノパターン
を形成した。
そのパターンをマスクとしてマスクアライナ(SUSS MicroTec MA6/BA6:登録外装
置)を用いてSU-8を露光し微細構造を形成した。
作製した構造をショットキー電界放出形走査電子顕微鏡 ( JEOL  JSM-
IT800SHL:GA-013)を用いて観察した。

結果と考察
Results and Discussion

電子線描画装置を用いて最小100nm線幅で描画し、パターンは正常に作製された。
そのパターンをマスクとしてSU-8 3005を用いて微細構造を形成した。
作製した構造をショットキー電界放出形走査電子顕微鏡を用いて観察し、想定した
形状が得られることを確認した。

図・表・数式
Figures, Tables and

Equations

その他・特記事項（参考
文献・謝辞等）

Remarks(References and
Acknowledgements)

成果発表・成果利用 / Publication and Patents

DOI（論文・プロシーディ
ング）

DOI (Publication and
Proceedings)

口頭発表、ポスター発表
および、その他の論文

Oral Presentations etc.

特許出願件数
Number of Patent

Applications
0件

特許登録件数
Number of Registered

Patents
0件


